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GC Initial™ LiSi Press
A forradalmi préskeramia

Képzeljen el egy olyan préskeramiat, ami minden eddig létezé anyagot felllmul.
Képzeljen el egy olyan préskeramiat, ami erésebb, tartésabb, esztétikusabb

és jelentds id6t takarit meg vele.

Az elsé litium-diszilikat
kerdmia HDM technoldgiaval

A GC Initial™ LiSi Press az els6é nagy sirlségl mikronizacié .,

val késziilé (HDM) litium-diszilikat vegkeramia pellet, mely AAKOVETKEZ.OSZNTRELEPA
a GC egyediilallé technolégidjanak készénhetéen feltlmul-
hatatlan fizikai tulajdonsagokat és a legtermészetesebb,
élethi esztétikat nydjtja jelenleg a piacon |évé préskera-
miak kozott. A HDM éltal a litium-diszilikat mikrokristalyok
egyenletesen szérédnak szét az Givegmatrixon beliil, nem
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A GC Initial™ LiSi Press extrém nagy s(rlisége a kovetkezéknek kdszonhetd:
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e aszabadalmaztatott, innovativ, 0j gyartasi technolégidnak (HDM)
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LiSi Press

Vegre!

Itt van egy litium-diszilikat
kerdmia a technikusok altal elvart
esztétikummal és erésséggel,
mindez a vilagossag vesztése nélkul.




Préseljen a gyonyord mosolyért

A GC Initial™ LiSi Press arra optimalizalt, hogy a tébbi GC Initial™
csalddba tartozé termékkel egylitt lehessen hasznalni, beleértve a mar
bizonyitott/bevalt GC Initial™ LiSi leplezé kerdmiat és a GC Initial™ Lustre
Pastes NF lazirpasztat — az univerzalis 3D festhetd keramiat, mely tovabb
fokozza az esztétikumot az indikaciok széles kérében. Es ne feledje, hogy
a GC Initial LiSi Press munkait a G-CEM LinkForce™ kettés kotésl adheziv
rezin cementtel ragasztva kimagasléan erds és tartds kotést érhet el.

Amiért a GC Initial™ LiSi
Press keramiat szeretjuk:

Feliilmulhatatlan hajlitasi szilardsag
Osszehasonlithatatlan esztétikum
Gazdagabb, melegebb, vilagosabb, kivalé fluoreszcenciaji szinek
Kiszdmithat6 anyag- és szinstabilitas tobbszéri égetés utan is
Optimalisan haszndlhat6 a GC Initial™ LiSi leplezd kerdmidval és
a GC Initial™ Lustre Pastes NF laztirpasztakkal
Valéban idétakatékos
Alacsonyabb oldékonysag a tébbi markanal - tartés fény
Antagonista-barat és kopasallé

Kibontaskor szinte teljesen reakcids rétegtél mentes - tisztdbb préselés
Egyszeriien iiveggydnggyel szérhatd - hidrofluorsav nem sziikséges
Egyszerii tanulasi gérbe
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Feldlmulhatatlan fizikai tulajdonsagok

Magas hajlitoszilardsag

Péskeramiak biaxialis hajlitasi szilardsaga
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diszilikat préskeramia A KOVETKEZO SZINTRE LEP

Antagonista barat A

HAp antagonista abraziéjanak mélysége 400,000 ciklus utan
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Adatok elérhetsk

GC Initial™ LiSi Press  Hagyomanyos litium-diszilikat
kerdmiaval szemben préskerédmiaval szemben

GCC R&D belsé teszt eredmények:
1SO6872:2015 (adatok elérhetdk)

Alacsonyabb oldékonysag

A minték oldékonységa 4 vol.%-os ecetsavban

Feloldott mennyiség (ug/cm?)

Kopasa

oldékonysag:
a hagyomanyos litium-
diszilikat keramia 6tode

Initial™ LiSi Press

Osag

Hagyomanyos litium-
diszilikat préskeramia

Az anyag abraziéjanak mélysége 400,000 ciklus utan
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Initial™ LiSi Press

Hagyomanyos litium-
diszilikat préskeramia

Adatok elérhet&k

Adatok elérhet&k.
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Paratlan esztétikum
Szinvélaszté A transzlucencia szint

e  Egyszeriien kdvethetd szinpaletta
e  Redukalt készlet és koltség

e Magas esztétikumi munkdkhoz adaptalva Magas transzlucencia (HT) - Zomanc helyettesités
Transzparencigja jol illeszkedik a természetes zomancéhoz,

e

HT-EXW HT-BLE HT-ES8 HT-E59 HT-E60 HT-E57 HT-E59 HT-E60 HT-ES9 HT-E60 HT-E59

MT MT-BOO MT-BO MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

LT LT-BOO | LT-BO @ LT-A1 | LT-A2 | LT-A3 LT-B1 | LT-B2 LT-C1 | LT-C2 LT-D2 Kazepes transzlucencia (MT) — Préselés és festés
Illeszkedik a V-szinekhez a GC Initial™

e A e e e csaladd meleg szineivel kombinalva.

MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

Alacsony transzlucencia (LT) - Festés vagy rétégezés
llleszkedik a V-szinekhez. Ideélis a festéshez vagy
a cut-back médszerhez az GC Initial™ LiSi anyaggal.

Alacsony transzlucencia (LT-IQ) - One body koncepcié
A, B, C, D vagy rétegzés
Kompakt szinek a One Body rendszer alapjan.

Kozepes opacitas (MO) — Rétegzés
Magas fluoreszcencidjanak készonhetden, élethli megjelenés
érhetd el a GC Initial™ LiSi porcelannal leplezve.




Préselés és indikacidk

Courtesy MDT. Quini G., Spain

_ Préselési technikak Indikacick

HT ° ° ° °
MT . . ° ° ° ° °
LT . ° . .
LT-IQ ° ° ° .
MO ° . .

MDT. D. Ibraimi, Svéjc jévoltabdl



Természetes fénydinamika

GC Initial™ Hagyomanyos
LiSi Press litium-diszilikat
bréskeramia

HT-Bleach 1

HT-Bleach 2

HT-Bleach 3

HT-Bleach 4

A fluoreszcencia a belsé vaznal kezdddik
MO-0 GC Initial™ LiSi keramiaval leplezve

CLF + FD-91 FD-93 + IN-44

Természetes opaleszcencia

Visszavert fény Ateresztett fény

MDT. S. Roozen, Ausztria jovoltabdl
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D-A2 + EOP + E-58 + TO

MDT. S. Maffei, Olaszorszag jévoltabdl

Elénkebb és vildgosabb szinténus

GC Initial™
LiSi Press MT-A2

Hagyomanyos
litium-diszilikat
préskerdmia MT-A2



Rendszer szintl megkozelités,

paratlan esztétikummal

MDT. M. Briisch, Németorszag jovoltabdl



Stabilitas toblbszori égetéssel is

Initial LiSi Press Initial LiSi Press
égetés elstt égetés utéan

200pum

A széleket utanozva, egy peremmel rendelkezd darab ismételt égetéssel.
Nincs elhtizédés vagy repedés még tobbszori égetés utan sem.

Initial LiSi Press Hagyomanyos litium-diszilikat préskerdmia
s

Az eredmény az 6todik égetés utan (770°C, 1perc tartasi id6) A tesztet végezte Masayuki Hoshi, RDT.

Kiva

6 polirozhatdsag
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LiSi Press

Gyémantpasztaval polirozott felszinek &sszehasonlitésa

Fény (%)

)
3 2
]

APF 30 perc 1. polirozas 2. polirozés

Eljaras menete:

Mindkét anyag felszinek poilirozasa az APF
savazast kovetSen Robinson Bristle Brush* kefével
Zircon Brite* pasztéval ugyanazokkal a kornyezeti
tényezdkkel (8,000rpm).m).

Initial LiSi Press
polirozott felszine (2. polirozés)

M initial LiSi Press

[ | Hagyomanyos litium-diszilikat préskeramia

Hagyomanyos litium-diszilikét préskeramia
polirozott felszine (2. polirozas)

Adatok elérheték
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Bedgyazas és préselés
GC LiSi PressVest &

Bedgyazas egyszerlbben!

e Magas folyékonysdg
®  Hosszi munkaidd
e  Stabil kotési idé
*  Rugalmasabb idézités a kalyhdig
e |détakarékos - gyorsabb munkamenet a laboroknak
e  Szélesebb csapozési kapacitds
e Jobb belsé adaptdcié
e Areakcids réteg kdnnyen eltdvolithaté
- nem sziikséges hidrofluor sav

MDT. M. Briisch, Németorszég jévoltabdl

Egyszerlien egyszerlbb!

===y
GC LiSi PressVest
oo
. . ’ ’ . P . 7 z .
A GC LiSi PressVest hasznalataval kialakulé reakciés réteg nagyon Y]
csekély, és az is egyszerilien liveggyongy szérassal eltavolithatd. {

. w2 < . ‘oz e f§ —
Nincsen sziikség a veszélyes hidrofluor sav alkalmazaséara vagy e o
homokfujasra. Ez a rendszer kulcsfontossagu elemének készénhetd, ‘ 4 i it
a GC LiSi PressVest SR (Surface Refining) folyadékot vékonyan a Y ; ,_...,,‘"".,'

g i
iaszmintara kell fdjni a beagyaza 16z8en. - A Sl
viaszmintéra kell fajni a bedgyazast megeléz8en t'_' %il:,;:g

Initial LiSi Press Hagyomanyos litium-diszilikat
préskeramia rendszer
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A GC LiSi PressVest titka

Initial LiSi Press

préskeramia

beéagyazé préskeramia

szakzidas! zénat szoras ——> sz6rés csak
hoz létre — )

tveggydnggyel

T T T T TR I T
NL D4.7 x100 1Tmm

NL D4.5 x100 1Tmm

Sima, tiszta préselés

LiSi PressVest SR folyadék

fljasa a viaszmintazatra, kilénésen
a koronak belsejébe, ahol altaldban
még erGteljesebb a reakciés réteg

kialakulasa

Ennek az egyeddilallé anyagnak a hasznalataval
a beagyazé anyagban és a GC LiSi PressVest
SR folyadékban egy rés vagy “szakadasi
vonal” keletkezik, mely egy nagyon kénnyen
eltavolithaté reakcids réteget eredményez.

Hagyomanyos litium-diszilikat préskeramia

HL D7.8 x500 200um

Reakciés réteg:
A beédgyazdbdl, és

a préskeramiabdl
kialakulé hibrid réteg.



Nagyfoku folyékonysag és hosszd munkaidd

GC LiSi PressVest Hagyomanyos litium-diszilikat préskeramia

keverés utan 1 perccel keverés utan 5 perccel keverés utan 1 perccel keverés utan 3 perccel

A beagyazott minta a kitlizel6 kalyhaba torténé behelyezéséig eltelt id6

20 perctdl 180 percig 30 perctdl 45 percig

A bedgyazott minta a kalyhaba helyezésére 160 perc all rendelkezésre. Mindéssze 15 perc van a kélyhdba helyezésig.

“ L -
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|d&takarékos

Initial LiSi Press

Szoras

Megspérolt idé: 15-20 perc
Nincsen sziikség hidrofluor savra.

Hagyomanyos litium-diszilikat préskerdmia rendszer

Préselés m U"esgglrfaf’sngy Hidrofluor sav Homokszoras m

GC LiSi PressvVest
SR LIGUID 100mL

(A e GC Investment Powder &
-t

GC LiSi PressVest

'y "’ r
«CC.
GG EURDPE NV
STERLELAVEMLAM &3
LU DELGRRY




FelGlmulhatatlan marginalis integritas

Initial LiSi Press Hagyomanyos litium-diszilikat préskeramia

lepattanasnak

kitett,
leggyengébb
rész

Kivalo és tartds ragasztasi erd

MDT. S. Maffei, Olaszorszag jévoltabdl

A GC Initial™ LiSi Press idealis marginalis integritéasa

& [ 6ty |
1 [2000pm]

CDT. A. Hodges, USA jévoltabal

TERMOCIKLUS
*T.C.0
**T.C. 5,000

Atlés szakitészilardsag (MPa)

Initial™ LiSi Press Hagyomanyos litium-
GC G-CEM LinkForce™  diszilikat préskeramia
a hozza tart6zé
ragasztécementtel régzitve

Adatok elérheték
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Esetek Initial™ LiSi kerdmiacsalad hasznalataval

MDT. B. Marais, USA esete MDT. P. Brito, Portugélia esete MDT. Mirko Picone, Belgium esete



LiSi Press

GC Initial™ LiSi Press kiszerelések

901428 GC Initial™ LiSi Press, HT-EXW, 3g x 5 901434 GC Initial™ LiSi Press, MT-B0O, 3g x 5 901444 GC Initial™ LiSi Press, LT-A, 3g x5 901448 GC Initial™ LiSi Press, MO-0, 3g x 5
901429 GC Initial™ LiSi Press, HT-BLE, 3gx 5 901435 GC Initial™ LiSi Press, MT-BO, 3g x 5 901445 GC Initial™ LiSi Press, LT-B, 3g x 5 901449  GC Initial™ LiSi Press, MO-1, 3g x 5
901430 GC Initial™ LiSi Press, HT-E57, 3g x 5 901436 GC Initial™ LiSi Press, MT-A1, 3g x 5 901446 GC Initial™ LiSi Press, LT-C, 3gx 5 901450 GC Initial™ LiSi Press, MO-2, 3g x 5
901431 GC Initial™ LiSi Press, HT-E58, 3g x 5 901437  GC Initial™ LiSi Press, MT-A2, 3g x 5 901447 GC Initial™ LiSi Press, LT-D, 3g x 5

901432 GC Initial™ LiSi Press, HT-E59, 3g x 5 901438 GC Initial™ LiSi Press, MT-A3, 3g x 5
901433 GC Initial™ LiSi Press, HT-E60, 3g x 5 901439 GC Initial™ LiSi Press, MT-B1, 3g x 5

901440 GC Initial™ LiSi Press, MT-B2, 3g x 5 901541  GC Initial™ LiSi Press, LT-B0O, 3g x 5
901441  GC Initial™ LiSi Press, MT-C1, 3gx 5 901542 GC Initial™ LiSi Press, LT-BO, 3g x 5
901442 GC Initial™ LiSi Press, MT-C2, 3g x 5 901538 GC Initial™ LiSi Press, LT-A1, 3gx 5
901443  GC Initial™ LiSi Press, MT-D2, 3g x 5 901539 GC Initial™ LiSi Press, LT-A2, 3g x5

901540 GC Initial™ LiSi Press, LT-A3, 3g x 5
901543 GC Initial™ LiSi Press, LT-B1, 3gx 5
901544  GC Initial™ LiSi Press, LT-B2, 3gx 5
901545 GC Initial™ LiSi Press, LT-C1, 3gx 5
901546 GC Initial™ LiSi Press, LT-C2, 3g x 5
901547 GC Initial™ LiSi Press, LT-D2, 3g x 5
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Hungary
Fazekas u. 29-31.

H-1027 Budapest

Tel. +36.1.224.0400
info.hungary@gc.dental
WWWw.eeo.gceurope.com
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